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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 18 440.9-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die maundliche Verhandlung vom 19. Februar 2002 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl
und Dipl.-Ing. Prasch

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 31. Marz 2000 aufgehoben und das Patent
Nr. 198 18 440 mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentanspriiche 1 bis 8 nebst Beschreibung und Zeichnung in

der am 19. Februar 2002 Uberreichten Fassung.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt unter der Be-

zeichnung:

"Verfahren zur Erzeugung von Daten fur die Herstellung einer durch Entwurfsda-

ten definierten Struktur®

angemeldet worden.

Sie wurde von der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des Deutschen Patent- und
Markenamts durch Beschluss vom 31. Marz 2000 mit der Begriandung zurtckge-
wiesen, dass das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemaly Hauptantrag
mangels Neuheit und das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemaf Hilfsan-
trag mangels einer erfinderischen Tatigkeit nicht gewahrbar sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Sie verfolgt die Anmeldung auf der Grundlage der in der mindlichen Verhandlung
vom 19. Februar 2002 Uberreichten Patentanspriche 1 bis 8 nebst Beschreibung

und Zeichnung weiter.

Der Anspruch 1 lautet:

Verfahren zur Erzeugung von Daten fur die Herstellung einer
durch einen Entwurfsdatensatz definierten Struktur auf einem
Substrat durch einen Strahlschreiber, der einen Strahl aufweist,
der insbesondere ein Elektronenstrahl-, lonenstrahl- oder Licht-

strahl ist, mit folgenden Schritten:

(@) Bereitstellen (S100) des Entwurfsdatensatzes, wobei der
Entwufsdatensatz eine Mehrzahl von Punkten der Struktur
definiert, wobei ein Punkt Informationen Uber eine vorbe-
stimmte Position des Strahls auf dem Substrat und eine
vorbestimme Intensitat des Strahls an der vorbestimmten

Position auf dem Substrat aufweist;

(b)  Erzeugen (S102) eines Korrekturdatensatzes fur die durch
den Entwurfsdatensatz definierte Struktur, wobei der Kor-

rekturdatensatz

- Angaben uber erforderliche absolute Intensitaten
oder Anderungen der vorbestimmten Intensitaten an
den durch den Entwurfsdatensatz gegebenen vorbe-

stimmten Positionen oder

- erforderliche Anderungen von durch den Entwurfsda-
tensatz gegebenen vorbestimmten Positonen um-

fakt, um Strukturfehler aufgrund eines Pro-



(c)

(d)

zeleinflusses, insbesondere des Proximity-Effekts,

zu korrigieren;

Bereitstellen des Entwufsdatensatzes flr die Struktur zur

Ansteuerung des Strahlschreibers; und

Bereitstellen des von dem Entwufsdatensatz getrennten
Korrekturdatensatzes fur die Struktur zur Ansteuerung des

Strahlschreibers,

wobei der Entwurfsdatensatz und der Korrekturdatensatz
derart strukturiert sind, dass der Strahlschreiber wahrend
der Erzeugung (S104) der Struktur den Strahl mit einer
Schreib-Intensitat auf eine Schreib-Position des Substrats

richten kann,

wobei die Schreib-Intensitat fir einen Punkt des Entwurfs-
datensatzes auf der Basis der durch den Korrekturdaten-
satz fur den Punkt angegebenen Angaben Uber die erfor-
derliche absolute Intensitét oder die Anderung der vorbe-
stimmten Intensitat bestimmt wird, falls fir den Punkt in
dem Entwurfsdatensatz Angaben Uber die erforderliche In-

tensitat in dem Korrekturdatensatz vorhanden sind, und

wobei die Schreib-Position fur den Punkt des Entwurfsda-
tensatzes durch die in dem Entwurfsdatensatz flr den
Punkt gegebene vorbestimmte Position und die durch den
Korrekturdatensatz angezeigte Anderung der vorbestimm-
ten Position fur den Punkt bestimmt wird, falls fur den Punkt
eine erforderliche Anderung der vorbestimmten Position in

dem Korrekturdatensatz vorhanden ist.



Wegen der Ubrigen, untergeordneten Patentanspriiche 2 bis 8 wird auf den Ak-

teninhalt verwiesen.

Die Anmelderin tragt vor, dass sich das beanspruchte Verfahren mit der Erzeu-
gung von Strukturen auf einem Substrat durch einen Strahlschreiber befasse. Sol-
che Strukturen wuirden bspw als Masken fur die Herstellung von integrierten
Schaltkreisen bendtigt. Bei der geforderten Feinheit der Strukturen traten bei allen
bekannten Lithographieschreibverfahren physikalische Effekte auf, die eine Ver-
falschung der gewlinschten Strukturen zur Folge hatten. Um diese Verfalschungen
zu kompensieren, wurden verschiedene bekannte mathematische Methoden ver-
wendet, mit denen die Entwurfsdaten so korrigiert wirden, dass die bei der Erzeu-
gung der Strukturen auftretenden Effekte weitgehend kompensiert wirden. Der
hierfir zu betreibende Rechenaufwand sei enorm. Dieser Rechenaufwand sei je-
des Mal zu leisten, wenn eine Korrektur des Layouts, ein anderes Strahlschreibe-
verfahren oder auch nur ein anderer Strahlschreiber verwendet werde. Diesen
Nachteil wolle das vorgeschlagene Verfahren beseitigen. Es sehe vor, den Ent-
wurfsdatensatz unverandert zu lassen, hiervon getrennt einen Korrekturdatensatz
zu erzeugen und die beiden Datensatze erst bei der punktweisen Ansteuerung
des Strahlschreibers zusammenzufiihren. Bei einer Anderung des Strahlschrei-
bers oder des Korrekturverfahrens brauche dann lediglich der Korrekturdatensatz
verandert zu werden, was einen wesentlich geringeren Aufwand bedeute. Diese
Vorgehensweise sei durch die entgegengehaltenen Druckschriften nicht nahege-

legt, so dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit anzuerkennen seien.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1 bis 8 nebst Beschreibung und Zeichnung in

der am 19. Februar 2002 Uberreichten Fassung.



Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig und auch begrin-
det, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG
patentfahig ist.

Die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 ist zulassig. Sie ergibt sich aus den

ursprunglichen Anspriachen 1, 5, 7 und 8.

Der Anspruch 1 vermittelt eine nachvollziehbare Lehre. Bei dem beanspruchten
Verfahren werden gemal} Schritt a) fur die Erzeugung sehr feiner Strukturen Ent-
wurfsdaten bereitgestellt, in denen die zu erzeugende Struktur in Form von Punkt-
koordinaten mit jeweils zugehoriger Intensitat definiert ist. Aus diesen Entwurfs-
daten wird mittels eines Korrekturverfahrens ein Korrekturdatensatz erzeugt, der
bezogen auf Punktkoordinaten Angaben Uber eine erforderliche Anderung der In-
tensitaten oder der Positionen enthalt (Schritt b). Beide Datensatze werden dann
zur Ansteuerung des Strahlschreibers benutzt. Damit eine Uberlagerung beider
Datensatze bei der Strahlerzeugung erfolgen kann, mussen sie so strukturiert
sein, dass sie punktweise die Position und die Intensitat bzw die Korrektur von
Position und Intensitat enthalten (Schritt c und d).

Es ist glaubhaft, dass durch die im Anspruch 1 vorgeschlagene getrennte Bereit-
stellung von Entwurfsdatensatz und Korrekturdatensatz eine Anderung des Strahl-
schreibeverfahrens oder eine Anpassung an ein Strahlschreibegerat mit anderen
Eigenschaften mit geringerem Aufwand gelingt. Denn bei dem vorgeschlagenen
Verfahren braucht nur der Korrekturdatensatz, ggf nur ein betroffener Bereich die-

ses Datensatzes geandert zu werden.



Das Verfahren zur Erzeugung von Daten fur die Herstellung einer Struktur ist
durch die im Prufungsverfahren entgegengehaltenen Druckschriften weder be-

kannt noch nahegelegt.

Die im Zurickweisungsbeschluss aufgegriffene DE 196 25 894 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Erzeugen von Abrasterdaten fur Muster von Photomasken, die
hinsichtlich optischer Annaherungseffekte korrigiert sind. Bei diesem Verfahren
werden Abrasterdaten gemal einem vorbestimmten Korrekturverfahren korrigiert
und die korrigierten Abrasterdaten zur Herstellung einer Photomaske benutzt (vgl
Anspruch 3). Die in einer Datenspeichereinrichtung 33 gespeicherten Abrasterda-
ten werden von einer Korrekturverarbeitungseinrichtung 34 korrigiert, wieder im
Speicher 33 abgelegt und aus diesem von einer Ausgabesteuereinrichtung 35 zur
Maskenerzeugung einer Belichtungsvorrichtung 10 zugefihrt. Dabei wird der
Speicher 33 jeweils ganz geflllt, so dass die urspringlichen Abrasterdaten durch
die korrigierten Abrasterdaten Uberschrieben und demzufolge nicht mehr vorhan-
den sind (vgl S 5, insb Z 19 bis 24 und Z 60 und 61 iVm Fig 1). Eine Erzeugung
von Korrekturdaten in der Form, dass diese nur die Anderungen gegeniiber den
ursprunglichen Abrasterdaten angeben, ist sonach nicht vorgesehen. Diese
Druckschrift vermittelt daher keine Anregung in Hinsicht auf die vorgeschlagene

getrennte Bereitstellung von Entwurfsdaten und Korrekturdaten.

Die im Priufungsverfahren weiter entgegengehaltene DE 43 17 899 C2 und die
DE 196 31 160 A1 befassen sich mit Einzelheiten der Korrekturen der physikali-
schen Effekte und enthalten keine Hinweise auf die vorgeschlagene getrennte Be-
reitstellung der beiden Datensatze, ebenso wie die von der Anmelderin selbst ge-

nannten Druckschriften.

Es war daher anzuerkennen, dass das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.



Die untergeordneten Anspriiche 2 bis 8 sind auf zweckmaflige und nicht selbst-
verstandliche Ausbildungen des Verfahrens nach dem Patentanspruch 1 gerichtet.

Diese Anspruche sind daher ebenfalls gewahrbar.

Die Anderung in Figur 1 der Zeichnung dient der Klarstellung, dass die Entwurfs-
daten bzw Layoutdaten getrennt von den Korrekturdaten der Strahlerzeugung zu-
gefuhrt werden.

Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Priufungsstelle fir Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent antragsgemal zu
erteilen.

Grimm Dr. Schmitt Bertl Prasch
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